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VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG NEGATIV ARBEITENDER 
UTHOGRAPHffi-DRUCKPLATTENVORLAUFER MIT EINER DIAZOHARZ 
ENTHALTENDEN BESCfflCHTUNG 

Diese Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung negativ arbeitender Lithographie- 
Drackplattenvorlaufer mit einer Diazoharz enthaltenden Bescbichtung. Die Erfindung 
betrifft auBerdem eine Zusammensetzung zur Verwendung bei diesem Verfahren sowie 
Druckplattenvorlaufer, die nach diesem Verfahren hergestellt wurden. 

Das Fachgebiet des lithographischen Drucks basiert auf der Nichtmischbarkeit von Ol und 
Wasser, wobei das 61ige Material oder die Druckfarbe bevorzugt von dem Bildbereich und 
das Wasser oder Feuchtmittel bevorzugt von dem Nichtbildbereich angenommen wird. Wird 
eine angemessen hergestellte Oberflache mit Wasser befeuchtet und dann eine Druckfarbe 
aufgetragen, nimmt der Hintergrund oder der Nichtbildbereich das Wasser an und weist die 
Druckfarbe ab, wahrend der Bildbereich die Druckfarbe annimmt und das Wasser abweist. 
Die Druckfarbe auf dem Bildbereich wird dann auf die Oberflache eines Materials, wie 
Papier, Gewebe und ahnliches, iibertragen, auf welchem das Bild erzeugt werden soil. Im 
allgemeinen wird die Druckfarbe aber zuerst auf ein Zwischenmaterial, Drucktuch genannt, 
tibertragen, welches dann die Druckfarbe auf die Oberflache des Materials ubertragt, auf 
welchem das Bild erzeugt werden soil; man spricht hier von Offset-Lithographie. 

Eine haufig verwendete Art eines Lithographie-Druckplattenvorlaufers weist eine auf einen 
Trager auf Aluminiumbasis aufgetragene, lichtempfmdliche Beschichtung auf. Die 
Beschichtung kann auf Strahlung reagieren, indem der belichtete Teil so l6sUch wird, dass 
er beim Entwicklungsverfahren entfemt wird. Solch eine Platte wird als positiv arbeitend 
bezeichnet. Umgekehrt wird eine Platte als negativ arbeitend bezeichnet, wenn der 
belichtete Teil der Beschichtung durch die Strahlung gehartet wird. In beiden Fallen nimmt 
der verbleibende Bildbereich Druckfarbe auf oder ist oleophil und nimmt der 
Nichtbildbereich (Hintergrund) Wasser auf oder ist hydrophil. Die Differenzierung 
zwischen Bild- und Nichtbildbereichen erfolgt beim Belichten, wobei ein Film auf den 
Plattenvoriaufer - zur Sicherstellung eines guten Kontakts mit Vakuum - aufgebracht wird. 
Die Platte wird dann mit einer Strahlungsquelle belichtet Alternativ kann die Platte auch 
ohne Film digital z.B. mit einem UV-Laser belichtet werden. Falls eine positive Platte 
verwendet wird, ist der dem Bild auf der Platte entspiechende Bereich auf dem Film so 
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lichtundurchiassig, dass Licht die Platte nicht erreicht, wahrend der dem Nichtbildbereich 
entsprechende Bereich auf dem Film klar ist imd die Lichtdurchiassigkeit auf die 
Beschichtung, die dann lOslicher wird, gestattet. Im Falle einer negativen Platte trifft das 
Umgekehrte zu: Der dem Bildbereich entsprechende Bereich auf dem Film ist klar, wahrend 
der Nichtbildbereich lichtundurchiassig ist. Die Beschichtung unter dem klaren Filmbereich 
wird durch die Lichteinwirkung gehartet, wahrend der von Licht nicht erreichte Bereich 
beim Entwickeln entfemt wird. Die lichtgehartete Oberflache einer negativen Platte ist 
deshalb oleophil und nimmt Druckfarbe auf, wahrend der Nichtbildbereich, welcher die 
durch die Einwirkung eines Entwicklers entfernte Beschichtung aufwies, desensibilisiert 
wird und deshalb hydrophil ist. 

Es sind viele unterschiedliche Zusammensetzungen fur die lichtempfindliche Schicht von 
negativ arbeitenden Voriaufern von Lithographie-Druckplatten beschrieben worden. In 
diesem Zusammenhang ist z.B. seit langem die Verwendung von negativ arbeitenden 
Diazoharzen in der lichtempfindlichen Schicht bekannt. 

DE-C-3627585 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Hachdrackplatten durch 
Aufbringen eines negativ arbeitenden lichtempfindlichen Gemisches, enthaltend ein 
Diazoharz, auf einen Trager. Das aufzubringende lichtempfindliche Gemisch ist dadurch 
gekennzeichnet, dass das LSsungsmittel 10-100 Gew% l-Methoxy-2-propanol enthalt. 

In DE-C-3807406 wird fUr ein solches Verfahren ein LOsungsmittelgemisch aus mindestens 
10 Gew% l-Methoxy-2-propanol, 2-50 Gew% Methyllactat, einem aminigruppenfreien 
polaren LQsungsmittel mit einem Siedepunkt von 50-100°C und einer Dielektrizitats- 
konstante bei 20°C von mindestens 5,5 und einem weiteren LOsungsmittel verwendet 

DE-A-3924812 beschreibt ein LOsungsmittelgemisch fur lichthartbare Zusammensetzungen. 
Dieses Losungsmittelgemisch besteht aus (a) einem Gemisch aus (i) einem polaren 
LOsungsmittel (ausgewahlt aus Wasser und C1-C3 Alkanol), (ii) einem Monoalkylether oder 
Alkyletherester eines C2-C3 Glykols und (iii) einem Losungsmittel (ausgewahlt aus 
aliphatischem Keton, einem Alkansaure- oder Hydroxyalkansaurealkylester und einem 
cyclischen Ether (jeweils mit einem Siedepunkt im Bereich von 60-160°C) und (b) 0,1-8 
Gew% eines LtJsungsmittels, dessen Siedepunkt hbher liegt als der Siedepunkt jedes 
einzelnen unter (a) aufgeflihrten LCsungsmittels. 

DE-A-4212081 offenbart ein Verfahren zur Herstellung negativ arbeitender Offset- 
Druckplatten, wobei fiir die Beschichtung Diacetonalkohol als Lfisungsmittel verwendet wird. 



3 



Die Verwendung eines Losungsmittelgemisches, enthaltend (a) mindestens 2 % eines 
Monoethers von Diethylenglykol und (b) andere Losungsmittel mit einem Siedepunkt unter 
200°C fUr negativ arbeitende Gemische wird in DE-A-3938788 beschrieben. 

In DE-A-3705342 wird eine positiv arbeitende Zusammensetzung offenbart, die als 
Losungsmittel ein Gemisch aus Methylethylketon, Propylenglykolmonomethylether und 
Diethylenglykoldimethylether verwendet. 

In EP-A-851297 und EP-A-851298 sind lichtempfindliche Zusammensetzungen fur Walzen- 
beschichtung offenbart. Als LSsungsmittel wird ein Gemisch von Propylenglykolalkylethern 
und/oder Propylenglykoldiacetat nut anderen LGsungsmitteln bzw. ein Losungsmittel, 
enthaltend maximal 20 Gew% Propylenglykol und/oder Dipropylenglykol, eingesetzt. 

Die US-Anmeldung 2001/0008739 beschreibt positiv arbeitende Photoresistzusammen- 
setzungen, die (a) mindestens ein Losungsmittel, ausgewahlt aus Propylenglykolmonomethyl- 
etheracetat und Propylenglykolmonomethyletherpropionat, und (b) mindestens ein Losungs- 
mittel, ausgewahlt aus Propylenglykolmonomethylether und Ethoxyethylpropionat, enthalten. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung von negativ 
arbeitenden lichtempfindlichen Elementen bereitzustellen, das gute Beschichtungskosmetik 
mit hohen Beschichtungsgeschwindigkeiten ermoglicht und auch noch ausgezeichnete 
Eigenschaften der strahlungsempfindlichen Elemente liefert, wenn die verwendete 
Beschichtungslosung vor dem Auftragen nicht firisch hergestellt worden ist. AuBerdem 
sollten die verwendeten Losungsmittel im Hinblick auf Umwelt- und Gesundheitsprobleme 
unbedenklich sein sowie keine hohen Kosten zur Folge haben. 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung eines strahlungsempfindlichen 
Gemisches, welches in so einem Verfahren verwendet werden kann. 

Die erste Aufgabe wird gelost von einem Verfahren, umfassend: 

(1) Bereitstellen eines gegebenenfalls vorbehandelten Tragers, 

(2) Aufbringen einer strahlungsempfindlichen Zusammensetzung auf den TrSger mittels 
Schlitzbeschichtungsanlage, wobei die strahlungsempfindliche Zusammensetzung 
umfasst: 
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(a) mindestens ein negativ arbeitendes Diazoharz, 

(b) mindestens ein in einer alkalischen Losung 16slicb.es oder quellbares Polymer 
mit Carboxylgruppen, 

(c) ein Losungsmittelgemisch, umfassend: 

(i) 2-9,9 Gew% l-Methoxy-2-propanol, 

(ii) 20-50 Gew% mindestens eines Ketons mit einem Siedepunkt unter 130°C, 

(iii) 20-60 Gew% mindestens eines Alkanols mit einem Siedepunkt unter 
120°C, und 

(iv) 10 bis 30 Gew% Ethyllactat und 

(d) gegebenenfalls ein oder mehrere Additive, ausgewahlt aus Stabilisatorsauren, 
Farbemitteln, Weichmachern, oberflachenaktiven Substanzen, Dickungsmitteln 
und Belichtungsindikatoren, 

und 

(3) Trocknen. 

Bei der Herstellung von Druckplattenformvorlaufern wird. als Trager vorzugsweise ein 
dimensionsbestandiges platten- bzw. foUenfprmiges Material verwendet. Als ein solches 
dimensionsbestandiges Platten- bzw. Folienmaterial wird vorzugsweise eines verwendet, 
das bereits bisher als Trager fur Druckplatten verwendet worden ist Zu Beispielen fur einen 
solchen Trager gehoren Papier, Papier, das mit Kunststoffen (wie Polyethylen, Polpropylen, 
Polystyrol) beschichtet ist, eine Metallplatte oder -folie, wie z.B. Aluminium (einschliefilich 
Aluminiumlegierungen), Zink- und Kupferplatten, Kunststoftfilme aus beispielsweise 
Cellulosediacetat, Cellulosetriacetat, Cellulosepropionat, Celluloseacetat, Celluloseacetat- 
butyrat, CeUulosenitrat, Polyethylentheraphthalat, Polyethylen, Polystryol, Polypropylen, 
Polycarbonat und Polyvinylacetat, und ein l^minat aus Papier oder einem KunststoffTilm 
und einem der obengenannten Metalle oder ein Papier/Kunststofffilm, der durch Auf- 
dampfen metaUisiert worden ist. Unter diesen Tragern ist eine Aluminiumplatte oder -foUe 
besonders bevorzugt, da sie bemerkenswert dimensionsbestandig und billig ist und 
auBerdem eine ausgezeichnete Haftung der Beschichtung zeigt. AuBerdem kann eine 
Verbundfolie verwendet werden, bei der eine Alunumumfolie auf einen Polyethylen- 
terephthalatfilm auflaminiert ist. 

Ein Metalltrager, insbesondere ein Aluminiumtrager, wird vorzugsweise einer Oberflachen- 
behandlung, beispielsweise einer Aufrauhung durch Bttrsten im trockenen Zustand, oder 
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Btirsten mit Schleifmittel-Suspensionen oder auf elektrochemischem Wege, z.B. einem 
Salzsaureelektrolyten, und gegebenenfalls einer anodischen Oxidation, unterworfen. 

AuBerdem kann zur Verbesserung der hydrophilen Eigenschaften der Oberflache des auf- 
gerauhten und gegebenenfalls anodisch in Schwefel- oder Phosphorsaure oxydierten Metall- 
tragers dieser einer Nachbehandlung mit einer wassrigen L5sung von Natriumsilicat, Alkali- 
oder Erdalkali-hexafluorozirkonat, Polyvinylphosphonsaure oder Phosphorsaure 
unterworfen werden. Im Rahmen dieser Erfindung umfasst der Ausdruck "Trager" auch 
einen gegebenenfalls vorbehandelten Trager, der z.B. eine hydropnilisierende Schicht auf 
der Oberflache aufweist. 

Die Details der o.g. Substratvorbehandlung sind dem Fachmann hinlanglich bekannt. 

Die auf den Trager aufzubringende Zusanunensetzung umfasst mindestens ein negativ 
arbeitendes Diazoharz, vorzugsweise eines der Formel (1) 




(D 



In Formel (1) bedeuten RW R 2 unabhangig voneinander jeweils ein Wasserstoffatom, 
einen Alkylrest (vorzugsweise Ci-Cis, besonders bevorzugt Ci-do) oder einen Alkoxyrest 
(vorzugsweise Ci-Cig, besonders bevorzugt Ci-Cio). Vorzugsweise ist R 1 H oder -OCH 3 , 
besonders bevorzugt -OCH 3 ; R 2 ist vorzugsweise H oder -OCH 3 , besonders bevorzugt H. 

R 3 wird ausgewahlt aus einem Wasserstoffatom, einem Alkylrest (vorzugsweise Ci-Ci 8 , 
besonders bevorzugt Ci-C i0 ), einem Alkoxyrest (vorzugsweise Ci-Cig, besonders bevorzugt 
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Ci-Cio), und dem Rest -COOR, wobei R ein Alkylrest (vorzugsweise Ci-Cis, besonders 
bevorzugt Ci-Cio) oder Arylrest (vorzugsweise Phenyl) ist. Es ist bevorzugt, dass R H- ist. 

X ist ein organisches oder anorganisches Anion. Beispiele geeigneter Anionen sind 
Dihydrogenphosphat, Hexafluorophosphat, Hexafiuoroantimonat, Hexafluoroarsenat, 
Tetrafluoroborat und aromatische Sulfonate, wie 4-Tolylsulfonat und Mesitylensulfonat. 

Y ist eine Spacergruppe, die durch Co-Kondensation einer monomeren Diazoverbindung 
mit einer Verbindung ausgewahlt aus aliphatischen Aldehyden, aromatischen Aldehyden, 
Phenolethern, aromatischen Thioethern, aromatischen Kohlenwasserstoffen, aromatischen 
Heterocyclen und organischen SSureamiden, in das Diazoharz eingebracht wird. Beispiele 
fur Y sind -CH 2 - und -CH2-C6H4-O-C6H4-CH2-. 

m/n ist 0,5 bis 2, bevorzugt 0,9 bis 1,1 und besonders bevorzugt 1. 

Fiir die Herstellung des Diazoharzes verwendbare monomere Diazoverbindungen umfassen 
z.B. 4-Diazodiphenylamin, 4'-Hydroxy-4-diazodiphenylamin, 4-Methoxy-4-diazodiphenyl- 
amin, 4 , -Ethoxy-4-diazodiphenylamin, ^-n-Propoxy^-diazodiphenylamin, 4'-i-Propoxy-4- 
diazodiphenylamin, 4 , -Methyl-4-diazodiphenylamin, 4'-Ethyl-4-diazodiphenylamin, 4-n- 
Propyl-4-diazodiphenylamin, 4 , -i-Propyl-4-diazodiphenylamin, 4 f -n-Butyl-4-diazodiphenyl- 
amin, 4-Hydroxymethyl-4-diazodiphenylamin, 4 , -p-Hydroxyethyl-4-diazodiphenylamin, 4 f - 
y-Hydroxypropyl-4-diazodiphenylamin, 4 ! -Methoxymethyl-4-diazodiphenylainin, 4- 
Ethoxymethyl-4»diazodiphenylamin, 4 , ~p-Methoxyethyl-4-diazodiphenylamin, 4 f -P- 
Ethoxyethyl-4-diazodiphenylamin, 4 , -Carbomethoxy-4-diazodiphenylamin, ^-Carboxy- 
ethoxy^cKazodiphenylamin, 4 , -Carboxy-4-diazodiphenylainin, 4-Diazo-3-methoxy- 
diphenylamin, 4-Diazo-2-methoxy-diphenylamin, 2-Methoxy-4-diazodiphenylamin, 3- 
Methyl-4-diazodiphenylamin, 3-Ethyl-4-diazodiphenylarnin, 3'-MethyM-diazodiphenylamin, 
3-Ethoxy-4-diazodiphenylamin, 3-Hexyloxy-4-diazodiphenylamin, 3-P-Hydroxyethoxy-4- 
diazodiphenylamin, 2-Methoxy-5 f -methyl-4-diazodiphenylamin, 4-Diazo-3-methoxy-6- 
methyldiphenylamin, 3,3'-DimethyM-diazocttphenylamin, 3'-n-Butoxy-4-cfiazodiphenyl- 
amin, S^'-Dimethoxy^-diazodiphenylamin, 2'-Carboxy-4-diazodiphenylamin, 4- 
Diazodiphenyl-ether, 4 , -Methoxy-4-diazodiphenyl-ether, 4 , -Methyl-4-diazodiphenyl-ether, 
S^-Dimethoxy^diazodiphenyl-ether, 4-Carboxy-4-diazodiphenyl-ether, 3,3'-Dimethyl-4- 
diazodiphenyl-ether, 4-Diazodiphenyl-sulfid, 4'-Methyl-4-diazodiphenyl-sulfid und 4 f - 
Methyl-2,5-dimethoxy-4-diazodiphenyl-sulfid, sind aber nicht darauf beschrSnkt. 
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Bevorzugte Reaktionspartner fur die Diazoverbindungen sind z.B. Formaldehyd, 4,4'-Bis- 
Methoxy-methyldiphenylether, Acetaldehyde, Propionaldehyd, Butyraldehyd, Isobutyr- 
aldehyd und Benzaldehyd, sind aber nicht darauf beschrankt. Besonders bevorzugt sind 
Formaldehyd und 4,4'-Bis-Methoxy-methyldiphenylether. Die Herstellungsbedingungen fur 
die Diazoharze sind dem Fachmann hinlanglich bekannt; es sei an dieser Stelle beispielhaft 
auf US-A-3849392 verwiesen. 

Besonders bevorzugte Diazoharze sind solche, die durch Co-Kondensation 1 mol 4,4'-Bis- 
Methoxymethyldiphenylether und 3-Methoxydiphenylamin-4-diazoniumsalz hergesteUt 



ErfindungsgemaB enthalten die Beschichtungslosuhgen auBerdem mindestens ein in t 
alkalischen L6sung I6sliches oder queUbares Polymer mit Carboxylgrupperi. Bevorzugt 
Polyvinylacetale mit Carboxylgruppen und insbesondere ein Polyvinylacetal das 
folgenden Struktureinheiten A, B, C und D umfasst: 



wurden. 



(A) 



(B) 



(C) 




wobei D mindestens eine Einheit, ausgewahlt aus D-l, D-2, D-3 und D-4 ist: 



(D-4) 



(D-1) 

-CH-CH 2 - 



O-C-Z-COOH -CH-C- 



II 

o 



(D-2) 
R 6 R 7 



COOH 
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worin 

R 4 fur H oder C1-C4 Alkyl steht (vorzugsweise H, -CH 3 , -CH2CH3, besonders bevorzugt - 
CH 3 ), 

R 5 ftir H oder Ci-Ci 8 Alkyl (vorzugsweise -CH 3 , -CH 2 CH 3 , -(CH 2 )2CH 3 , besonders 
bevorzugt -CH 3 und -(CH 2 )2CH 3 ), 

R 6 fur H oder C1-C4 Alkyl (vorzugsweise H, -CH 3 , -CH2CH 3 , besonders bevorzugt H), 
R 7 fur H oder C1-C4 Alkyl (vorzugsweise H, -CH 3 , -CH2CH 3 , besonders bevorzugt H), 
R 8 ftir -COOH, -(CH 2 ) a -COOH, -0-(CH 2 ) a -COOH, -S0 3 H, -P0 3 H 2 oder -PO4H2 steht 
(vorzugsweise -COOH, -S0 3 H, -P0 3 H 2 , besonders bevorzugt -COOH), und 

* 

a eine ganze Zahl von 1 bis 8 (vorzugsweise 1 bis 4, besonders bevorzugt 1) ist. 

Z wird ausgewahlt aus 

-(CR 9 R 10 ) k - *md -CR n =CR 12 - 

wobei k eine ganze Zahl von 1 bis 6 ist, jedes R 9 und R 10 unabhangig aus einem 
Wasserstoffatom und einem C1-C6 (vorzugsweise C1-C4) Alkylrest ausgewahlt wird (wenn 
k>l ist miissen nicht alle R 9 gleich sein und genauso mussen nicht alle R 10 gleich sein), und 

R u und R 12 unabhangig voneinander ausgewahlt sind aus einem Wasserstoffatom und 
einem C1-C6 (vorzugsweise C1-C4) Alkylrest oder R 11 und R 12 zusammen mit den beiden 
Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten Aryl- oder 
Heteroarylrest bilden. 

„Space" steht filr eine aliphatische, aromatische oder araliphatische Spacergruppe, 
vorzugsweise fur -CH 2 -, -CH(CH 3 )-, -CH 2 -CH 2 -CH 2 -, 1,2-C 6 H 4 und 1,4-C 6 H 4 -, besonders 
bevorzugt -CH(CH 3 >. 

Der gegebenenfalls substituierte Arylrest kann z. B- eine gegebenenfalls substituierte 
Phenyl- oder Naphthylgrappe sein, wobei eine unsubstituierte Phenylgruppe bevorzugt ist 
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Der gegebenenfalls substituierte Heteroarylrest weist Ublicherweise 5 oder 6 Ringatome auf , 
von denen 1 oder mehr (vorzugsweise 1 oder 2) Heteroatome sind, ausgewahlt aus 
Schwefel-, Sauerstoff- und Stickstoffatomen. Bevorzugte Heteroarylreste weisen 1 
Sauerstoffatom, 1 Schwefelatom oder 1-2 Stickstoffatome auf. 

Geeignete Substituenten fiir den Aryl- und Heteroarylrest sind C1-C4 Alkylreste, Ci-C 4 
Halogenalkylreste, Cyanogruppen, Ci-C 4 Alkoxyreste und -COOH. Die Zahl der 
Substituenten betragt - falls vorhanden - ubHcherweise 1-3; unsubstituierte Aryl- und 
Heteroarylreste sind aber bevorzugt. 

Besonders bevorzugt wird Z ausgewahlt aus: 
-CR 13 R 14 -CR 15 R 16 - ; -CR 17 =CR 18 - 




wobei R 13 bis R 18 jeweils unabhangig aus einem Wasserstoffatom und einem Ci-C 6 
Alkylrest ausgewahlt werden. Von den Einheiten (D-l), (D-2), (D-3) und (D4) sind (D-3) 
und (D-4) besonders bevorzugt. 
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Im Rahmen der Erfindung sind auch Polyvinylacetale mit mehreren verschiedenen 
Einheiten B und/oder C vmd/oder D verwendbar. Das Mengenverhaltnis der Einheiten A, B, 
C und D in den erfindungsgemafi eingesetzten Polyvinylacetalen ist nicht besonders 
beschrankt, jedoch sind die Mengen vorzugsweise wie folgt: 

Einheit A 20 bis 70 mol% (besonders bevorzugt 25 bis 50 mol%), 
Einheit B 0,1 bis 25 mol% (besonders bevorzugt 1 bis 15 mol%), 
Einheit C 10 bis 75 mol% (besonders bevorzugt 25 bis 65 mol%) und 
Einheit D 1 bis 25 mol% (besonders bevorzugt 2 bis 15 mol%), 

jeweils bezogen auf die Gesamtenzahl Monomereinheiten im Acetalpolymer. 

Sind mehrere verschiedene Einheiten B vorhanden, so bezieht sich die angegebene Menge 
auf die Gesamtheit aller Einheiten B. Fiir Einheiten C und D gilt entsprechendes. 

Die VinylalkohoWmylacetatcopolymere, die bei der Herstellung der erfindungsgemafi 
verwendeten sauren Polyacetale als Ausgangsmaterial dienen, sind vorzugsweise zu 70 bis 
98 mol% hydrolysiert und besitzen ublicherweise ein gewichtsgemitteltes Molekulargewicht 
M w von 20 000 bis 130 000 g/mol. Welches Copolymer als Ausgangsmaterial zur Synthese 
eingesetzt wird, hangt vom spateren Verwendungszweck des strahlungsempfindlichen 
Elements ab. Fiir Offsetdruckplatten 'werden bevorzugt Polymere mit einem 
gewichtsgemittelten Molekulargewicht M w von 35000 bis 130000 g/mol und einem 
Hydrolysegrad der Vinylacetatstruktureinheit von 80 bis 98 mol% benutzt. 

Es ist bevorzugt, dass die erfindungsgemafi eingesetzten Polyvinylacetale eine Saurezahl 
von mindestens 10 mg KOH/g Polymer aufweisen, besonders bevorzugt mindestens 30 mg 
KOH/g Polymer. Vorzugsweise betragt die Saurezahl nicht mehr als 160 KOH/g Polymer, 
starker bevorzugt nicht mehr als 140 KOH/g Polymer. Unter „Saurezahl" wird dabei die 
Anzahl mg KOH verstanden, die zur Neutralisierung von 1 g Polymer benStigt wird. 

Die sauren Polyvinylacetale kSnnen nach bekannten Verfahren hergestellt werden. Fur die 
vorliegende Erfindung geeignete saure Polyvinylacetale und deren HersteUung sind z. B. 
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ausfiihrlich in US 5,169,897, DE-C- 19524851, DE-B-34 04 366 und DE-A-100 11 096 
beschrieben. 

Die verwendete Beschichtungslosung kann gegebenenfalls noch ein oder mehrere Additive 
enthalten, aus'gewahlt aus stabilisierenden Sauren (z.B. PhosphorsSure, Phosphonsaure, 
Diphosphorsaure, Oxalsaure, Borsaure, p-Toluolsulfonsaure, Benzosulfonsaure, p- 
Hydroxybenzolsulfonsaure, 2-Methoxy-4-hydroxy-5-beiizoylbenzolsiilfonsaure, Apfelsaure, 
Zitronensaure, Weinsaure, Dipicolinsaure, 5-Nitro-naphthaUn-l-phosphorsaure, 4-Chlor- 
phenoxymethylphosphonsaure, Phenylmethylpyrazolonsulfonat-Natriximsalz, 2-Phosphono- 
butantricarbonsaure- 1,2,4, 1-Phosphonoethantricarbonsaure- 1,2,2 und l-Hydroxyethan-1,1- 
disulfonsaure und Gemische davon), oberfiachenaktiven Mitteln (z.B. anionische, 
kationische oder neutrale Tenside, wie siloxanhaltige Polymere, fluorhaltige Polymere und 
Polymere mit Ethylenoxid- und/oder Propylenoxidgruppen), Dickungsmitteln (z.B. 
Carboxymethylcellulose), Weichmachern (z.B. Dibutylphthalat, Triarylphosphat, Dioctyl- 
phthalat, Didodecylphthalat, Dibutylsebakat, Triacetylglycerin und Gemische davon), Be- 
Uchtungsindikatoren (z.B. 4-Phenylazodiphenylamin) und Kontrastfarbstoffen und 
-pigmenten zum Anfarben der Schicht (z.B. Rhodaminfarbstoffe, Kristallviolett, Ethyl- 
violett, Azopigmente und -farbstoffe, Rufi, Titandioxid, Cyaninfarbstoffe, Anthrachinon- 
pigmente, und Phthalocyaninfarbstoffe und -pigmente). 

Die Menge an stabilisierenden Sauren betragt vorzugsweise 0 bis 3 Gew% bezogen auf das 
Trockenschichtgewicht, besonders bevorzugt 0,2 bis 3 Gew%. Die oberfiachenaktiven 
Mittel konnen in einer Menge von z.B. 0 bis 10 Gew%, besonders bevorzugt 0,05 bis 5 
Gew% verwendet werden. Dickungsmittel werden Ublicherweise in einer Menge von z.B. 0 
bis 2 Gew%, besonders bevorzugt 0,1 bis 0,5 Gew% verwendet. Von Weichmachern 
konnen z.B. 0 bis 10 Gew%, besonders bevorzugt 0,25 bis 5 Gew% eingesetzt werden. Die 
Kontrastfarbstoffe und -pigmente konnen in einem Anteil von z.B. 0 bis 20 Gew%, 
besonders bevorzugt 0,5 bis 15 Gew% verwendet werden. Die Menge der Belichtungs- 
indikatoren betragt vorzugsweise 0 bis 5 Gew%, besonders bevorzugt 0,3 bis 2 Gew%. 

Es konnen auBerdem anorganische und/oder organische Partikel vorhanden sein, die das 
Anlegen des Vakuums beim Belichten von Lithographie-Druckplattenvorlaufer 
untersttttzen. Geeignete Partikel sind z.B. Alumniumoxid, Titandioxid, Siliciumdioxid oder 
organische Partikel aus Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol oder Polyamid; sie sind 
zusammen mit Angaben fUr geeignete PartikelgroBen z.B. beschrieben in EP 161592, EP 
527369 und US-A-4599299. Ihre Menge kann 0 bis 20 Gew% der Schicht betragen, 
besonders bevorzugt 0 bis 10 Gew%. 
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Die aufzubringende LOsung enthalt vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew% des/der Diazoharze(s), 
besonders bevorzugt 0,5 bis 3 Gew%. Die Gesamtmenge an Additiven betragt vorzugsweise 
0 bis 10 Gew%, besonders bevorzugt 0,1 bis 5 Gew%. 

Es ist entscheidend fur das erfindungsgemafie Verfahren, dass das Diazoharz, das in 
alkalischen LOsungen losliche oder quellbare Polymer mit Carboxylgruppen und 
gegebenenf alls Additive in einem LOsungsmittelgemisch gelost werden, welches 

(i) 2 bis 9,9 Gew% l-Methoxy-2-propanol, 

(ii) 20 bis 50 Gew% mindestens eines Ketons mit einem Siedepunkt unter 130°C, 

(iii) 20 bis 60 Gew% mindestens eines Alkanols mit einem Siedepunkt unter 120°C und 

(iv) 10 bis 30 Gew% Ethyllactat 

umfasst, wobei sich die Gew%-Angaben auf das Losungsmittelgemisch beziehen. 

Die angegebenen Siedepunkte verstehen sich dabei als bei Atmospharendruck ermittelte 
Siedepunkte. 

Die Menge des Ketons (ii) betragt vorzugsweise 25 bis 40 Gew%. Wenn ein Gemisch aus 
Ketonen verwendet wird, von denen jedes fur sich einen Siedepunkt imter 130°C aufweist, 
bezieht sich die angegebene Menge des Ketons selbstverstandlich auf die Gesamtmenge 
aller verwendeten Ketone. Beispiele geeigneter Ketone sind Aceton, Methylethylketon, 
Diethylketon, Methylisopropylketon, Methyl-n-propylketon, Mesityloxid, Methyliso- 
butylketon und Methyl-n-butylketon. Bevorzugt sind Aceton und Methylethylketon. 

Die Menge des mindestens einen Alkanols (iii) betragt vorzugsweise 30 bis 50 Gew%. 
Wenn ein Gemisch von Alkanolen verwendet wird, von denen jedes fur sich einen 
Siedepunkt unter 120°C aufweist, bezieht sich die angegebene Menge des Alkanols 
selbstverstandlich auf die Gesamtmenge aller verwendeten Alkanole. 

Als Alkanole werden im Rahmen dieser Erfindung geradkettige oder verzweigte einwertige 
Alkohole R-OH verstanden, wobei R ein unsubstituierter Alkylrest ist. 

Beispiele geeigneter Alkanole sind Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, n-Butanol, 
Isobutanol, sek-Butanol, tert-Butanol und Neopentylalkohol. Besonders bevorzugt sind 
Methanol und Ethanol. 
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Die Menge des Ethyllactats betragt vorzugsweise 10 bis 25 Gew%. Die Menge des 1- 
Methoxy-2-propanols betragt vorzugsweise 5 bis 9,9 Gew%. 

Die Konzentration der hergestellten Losung, das heiBt, wieviel g Feststoffe (Diazoharze, 
Carboxy-Polymere, Additive) in 100 g Losungsmittelgemisch gelOst wurden, ist nicht 
besonders beschrankt, betragt aber im Hinblick auf die Auftragung mittels Schlitz- 
beschichtungsanlage vorzugsweise 1 bis 10 Gew%, besonders bevorzugt 2 bis 8 Gew%; 
daraus resultiert dann eine Nassbeschichtung mit 100 bis 10 g/m 2 bzw. 50 bis 12,5 g/m 2 

Das Trockenschichtgewicht der strahlungsempfindlichen Schicht betragt vorzugsweise 0,1 
bis 3 g/m 2 , besonders bevorzugt 0,3 bis 1,5 g/m 2 . 

Die erfindungsgemafien strahlungsempfindlichen Elemente konnen z.B. 
Druckformvorlaufer (insbesondere Vorlaufer von Lithographiedruclqplatten), Leiterplatten 
fur integrierte Schaltungen oder Photomasken sein. 

In wenigen Fallen kann das zusatzliche Aufbringen einer wasserloslichen Deckschicht auf 
die strahlungsempfindliche Schicht von Vorteil sein. Zu den fur die Deckschicht geeigneten 
Polymeren gehOren u.a. Polyvinylalkohol, Polyvinylalkohol/Polyvinylacetatcopolymere, 
Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylpyrrolidon/Polyvinylacetatcopolymere und Gelatine. Das 
Schichtgewicht der Deckschicht kann z.B. 0,1 bis 4 g/m 2 betragen, und besonders bevorzugt 
0,3 bis 2 g/m 2 . Die erfindungsgemafien DruckplattenvorlSufer haben jedoch auch ohne 
Deckschicht exzellente Eigenschaften. Die Deckschicht kann auch Mattierungsmittel (d.h. 
organische oder anorganischen Partikel mit 2 bis 20 fim TeilchengroBe) enthalten, die bei 
der Kontaktbelichtung die Planlage des Films erleichtern. Eine Alternative dazu w£re, die 
strahlungsempfindlichen Schicht der Platte mit einer wassrigen Polymerlosung zu 
bespriihen, was zu ,,Noppenbildung" als Vakuximhilfe fuhrt. 

Die so hergestellten Druckplattenvorlaufer werden in der dem Fachmann bekannten Weise 
mit UV-Strahlung belichtet und anschlieBend mit einem handelstlblichen wassrigen 
alkalischen Entwickler entwickelt. Die entwickelten Platten konnen auf tibliche Weise mit 
einem Konservierungsmittel ("Gummierung") behandelt werden. Die Konservierungsmittel 
sind wSssrige Losungen von hydrophilen Polymere, Netzmitteln und weiteren Zusatzen. 
Gegebenenfalls kann nach dem bildweisen Bestrahlen (d.h. vor dem Entwickeln) eine 
WSnnebehandlung bei 50 bis 180°C, vorzugsweise 90 bis 150°C, vorgenommen werden. 
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Es ist weiterhin gttnstig, fiir bestimmte Anwendungen die mechanische Festigkeit der 
druckenden Schichten durch eine Warmebehandlung (sogenanntes „Einbrennen") und/oder 
eine Flutbelichtung (z.B. mit UV-Licht) zu erhohen. Dazu wird vor dieser Behandlung die 
entwickelte Platte zunSchst mit einer Losung behandelt, die die Nichtbildstellen so schiitzt, 
dass die Warmebehandlung keine Farbannahme dieser Bereiche hervorruft. Eine hierfur 
geeignete LSsung ist, z.B. in US-A-4,355,096 beschrieben. Das Einbrennen geschieht 
tiblicherweise bei Temperaturen im Bereich von 150-250°C. Druckplatten, die mit 
erfindungsgemSBen Druckplattenvorlaufern hergestellt wurden zeigen jedoch auch ohne 
Warmebehandlung hervorragende Eigenschaften. Wird sowohl eingebrannt als auch flut- 
belichtet, konnen die beiden Behandlungsschritte gleichzeitig oder nacheinander erfolgen. 

Die Erfindung wird an Hand der nachfolgenden Beispiele naher erlautert. 



Beispiele 1-3 und Vergleichsbeispiele 1-5 

Beschichtungslosungen wurden in einem 300 Liter-Kessel hergestellt, in dem unter Rtihren 
die in Tabelle 1 aufgelisteten Komponenten zu einem wie in Tabelle 2 genannten 
Losungsmittelgemisch zugegeben wurden. 



Tabelle 1 



4,32 kg 


Bindemittel A'\ oder C 3) 


3,94 kg 


Polykondensationsprodukt aus 1 mol 3-Methoxydiphenylamin-4- 
diazoniumsulfat und 1 mol 4,4'-Bis-methoxymethyldiphenylether ausgefallt 
als Mesitylensulfonat 


1,52 kg 


Renol blue B2G-HW® (Kupferphthalocyanin-Pigment dispergiert in 
Polyvinylbutyral; erhaltlich von HEOCHST 


0,05 kg 


4-Phenyl-azo-diphenylamin 


0,07 kg 


Phosphorsaure 


200 kg 


Losungsmittelgemisch (siehe Tabelle 2) 



Binder A: entspricht Herstellungsbeispiel 6 von EP-B-752 430 (Polyvinylacetal mit 
folgenden Einheiten: Vinylalkohol; Vinylacetat; Acetalgruppen, abgeleitet von 
Acetaldehyd; Acetalgruppen, abgeleitet von Butyraldehyd; Acetal, abgeleitet von dem 
Reaktionsprodukt von MaleinsSureanhydrid und 2-(N-Methylamino)-acetaldehyd- 
dimethylacetal) 
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Binder B: Polyvinylacetal-Binder, enthaltend 39,9 inol% Vinylalkohol; 1,2 mol% 
Vinylacetat; 15,4 mol% Acetalgrappen, abgeleitet von Acetaldehyd; 36,1 mol% 
Acetalgrappen, abgeleitet von Butyraldehyd; nnd 7,4 mol% Acetalgruppen, abgeleitet 
von 4-Formylbenzoesaure 

Binder C: entspricht Beispiel 1 von EP-A-152 819 (Polyvinylacetal mit folgenden 
Einheiten: Vinylalkohol; Vinylacetat; Acetal, abgeleitet von Butyraldehyd; und Butyral, 
umgesetzt mit Maleinsaureanhydrid) 
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Nach dem Filtrieren wurde die BeschichtungslOsung auf einen elektrochemisch aufgerauten 
und anodisierten Aluminiumtrager aufgebracht (Oxidgewicht des TrSgers: 3,3 g/m 2 ; mitdere 
Rauigkeit: etwa 0,65 (am; der anodisierte Trager war einer Nachbehandlung mit einer 
wassrigen Losung von PolyvinylphosphonsSure unterzogen worden). Ftir die Beschichtung 
wurde eine Schlitzbeschichtungsanlage verwendet, und die Beschichtung wurde in einem 
Durchlaufofen mit 5 Trockenzonen der folgenden Temperaturen getrocknet: Zone 1 = 50°C, 
Zone 2 = 50°C, Zone 3 = 70°C, Zone 4 = 80°C und Zone 5 = 100°C. Der beschichtete 
Trager wurde mit einer Bandgeschwindigkeit von 45 m/min durch den Ofen transportiert 
und das erhaltene Trockenschichtgewicht der lichtempfindlichen Beschichtung betrug etwa 1 
g/m 2 . Das beschichtete Band wurde in Platten von 380 x 610 mm 2 geschnitten und fur 
weitere Beurteilungen verwendet. 

Das auBere Aussehen der erhaltenen Plattenbeschichtungen (sogenannte ,,Kosmetik") ist 
Tabelle 2 zu entnehmen; ein gutes Aussehen, d.h. eine gleichmafiige Beschichtung, wird als 
gute Kosmetik bezeichnet. 

Die Platten wurden mit einer Metallhalogenidlampe (MH Burner, erhaltlich von W. Sack) 
mit 300 mJ/cm 2 belichtet; dabei wurde ein Silberfilmrasterstufenkeil mit einem 
Dichteumfang von 0,15 bis 1,95 verwendet, wobei die Dichteinkremente 0,15 betrugen. 

Der belichtete Plattenvorlaufer wurde mit einer Entwicklerlosung bestehend aus den 
folgenden Bestandteilen entwickelt: 

3,4 Gewichtsteile REWOPOL®NLS 28 

1 ,8 Gewichtsteile 2-Phenoxyethanol 

1 , 1 Gewichtsteile Diethanolamin 

1 ,0 Gewichtsteile TEXAPON® 842 

0,6 Gewichtsteile NEKAL® Paste 

0,2 Gewichtsteile 4-Toluolsulfonsaure 

91,9 Gewichtsteile Wasser 



Die Entwicklung wurde durch Eintauchen der belichteten Plattenvorlaufer fQr 30 Sekunden 
in die EntwicklerlOsung und anschliefiendes Verreiben der Entwicklerlasung auf der 




OberflSche fiir 30 Sekunden unter Verwendung eines Tampons durchgeftihrt. AnschlieBend 
wurde die gesamte Platte mit Wasser abgespiilt Nach dieser Behandlung verblieben die 
beliehteten Bereiche der Beschichtung auf der Platte wShrend die unbelichteten Bereiche 
entfemt wurden. Die Anzahl der vollstandig gedeckten Stufen und die Nummer der ersten 
freien Stufe auf dem auf die Platte kopierten Stufenkeil wurde fllr die Beurteilung der 
Lichtempfindlichkeit der Platte verwendet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zu sehen. 

Fiir die Beurteilung der Auflagenstabilitet wurde der lithographische Druckplattenvorlaufer 
hergestellt, belichtet, entwickelt und abgespiilt, mit einer waBrigen Liteung von 0,5 % 
Phosphorsaure und 6 % Gummiarabikum abgerieben und schlieBlich auf einer Bogen- 
offsetdruckmaschine unter normalen Druckbedingungen eingesetzt. Die Anzahl der Kopien, 
die erhalten wurden, bis eine erste Abnutzung der Vollflachen auf der Platte beobachtet wurde, 
wurde als Auflagenhohe festgehalten. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zu sehen. 

i 

Um die Lagerstabilitat der Beschichtungslosungen und die Auswirkungen auf damit 
hergestellte Druckplattenvorlaufer zu beurteilen, wurden Druckplattenvorlaufer einerseits 
mit einer frisch hergestellten inid andererseits einer 24 bzw. 48 Stunden alten 
BeschichtungslQsung hergestellt. Jeder dieser Druckplattenvorlaufer wurde ohne vorherige 
Belichtung entwickelt: Die Ergebnisse sind Tabelle 2 zu entnehmen. 

Aus einem Vergleich von Beispiel 2 und Vergleichsbeispiel 1 sowie Vergleichsbeispiel 2 
wird klar, dass durch den Einsatz von Ethyllactat anstelle von Methyllactat die erzielte 
Auflagenhohe deutlich gesteigert werden kann und auBerdem die Lagerstabilitat der 
Beschichtungslosung und die daraus resultierende Entwickelbarkeit der Platte verbessert 
wird. 



Kodak Polychrome Graphics GmbH 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung eines negativ arbeitenden strahlungsempfindlichen 
Elements, umfassend: 

(1) Bereitstellen eines gegebenenfalls vorbehandelten TrSgers, 

(2) Aufbringen einer strahlungsempfindlichen Zusammensetzung auf den TrSger 
mittels Schlitzbeschichtungsanlage, wobei die strahlungsempfindliche 
Zusammensetzung umfasst: 

(a) mindestens ein negativ arbeitendes Diazoharz, 

(b) mindestens ein in einer alkalischen LGsung lCsliches oder quellbares 
Polymer mit Carboxylgruppen, 

(c) ein Losungsmittelgemisch, umfassend: 

(i) 2-9,9 Gew% l-Methoxy-2-propanol, 

(ii) 20-50 Gew% mindestens eines Ketons mit einem Siedepunkt unter 
130°C, 

(iii) 20-60 Gew% mindestens eines Alkanols mit einem Siedepunkt unter 
120°C, und 

(iv) 10-30 Gew% Ethyllactat; 
und 

(d) gegebenenfalls ein oder mehrere Additive, ausgewShlt aus Stabilisator- 
sSuren, Farbemitteln, Weichmachem, oberflachenaktiven Substanzen, 
Dickungsmitteln und Belichtungsindikatoren; 

und 

(3) Trocknen. 

2. Verfahren gemaB Anspruch 1, wobei es sich bei dem negativ arbeitenden Diazoharz 
urn ein Diazoharz der Formel (1) handelt: 
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(1) 



wobei R 1 und R 2 unabhangig voneinander jeweils ein Wasserstoffatom, einen 
Alkylrest oder einen Alkoxyrest darstellen, 

R 3 aus einem Wasserstoffatom, einem Alkylrest, einem Alkoxyrest und dem Rest 
-COOR ausgewahlt wird, 
R ein Alkylrest ist, 

X" ein anorganisches oder organisches Anion ist, 

Y eine Spacergruppe ist, die durch Co-Kondensation einer monomeren Diazo- 
verbindung nrit einer Verbindung, ausgewahlt aus aliphatischen Aldehyden, 
aromatischen Aldehyden, Phenolethern, aromatischen Thioethern, aromatischen 
Kohlenwasserstoffen, aromatischen Heterocyclen und organischen Saureamiden, in 
das Diazoharz eingebracht wird, und 
m/n 0,5 bis 2 ist. 

3. Verfahren gemaB Anspruch 1 oder 2, wobei es sich bei dem in alkalischer Losung 
loslichen oder quellbaren Polymer mit Carboxylgruppen um ein Polyvinylacetal- 
copolymer mit Carboxylgruppen handelt 

4. Verfahren gemaB einem der Ansprtiche 1 bis 3, wobei es sich bei dem Keton (ii) um 
Methylethylketon handelt 

5. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei es sich bei dem Alkanol (iii) um 
Methanol handelt 



6. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei es sich bei dem TrSger urn eine 
Aluminiumplatte oder -folie handelt, die vor der Beschichtung mindestens einer 
Behandlung, ausgewahlt aus Aufirauen, Anodisieren und Hydrophilisieren, unterzogen 
worden ist. 

7. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 1 bis 6, wobei der Feststoffgehalt der 
verwendeten strahlungsempfindlichen Zusammensetzung 1-10 Gew% betragt. 

8. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 1 bis 7, wobei der Trager in Form einer Bahn 
vorliegt und diese Bahn mit einer Geschwindigkeit von 10-120 m/min beschichtet 
wird. 

9. Strahlungsempfindliche Zusammensetzung, umfassend: 

(a) mindestens ein negativ arbeitendes Diazoharz, 

(b) mindestens ein in einer alkalischen Losung losliches oder quellbares Polymer 
mit Carboxylgruppen, 

(c) ein Losungsmittelgemisch, umfassend: 

(i) 2-9,9 Gew% l-Methoxy-2-propanol, 

(ii) 20-50 Gew% mindestens eines Ketons mit einem Siedepunkt unter 130°C, 

(iii) 20-60 Gew% mindestens eines Alkanols mit einem Siedepunkt unter 
120°C, und 

(iv) 10-30 Gew% Ethyllactat; 
und 

(d) gegebenenfalls ein oder mehrere Additive, ausgewahlt aus Stabilisatorsauren, 
Farbemitteln, Weichmachern, oberflachenaktiven Substanzen, Dickungsmitteln 
und Belichtungsindikatoren. 

10. Strahlungsempfindliche Zusammensetzung gemaB Anspruch 9, wobei es sich bei dem 
Keton (ii) urn Methylethylketon handelt. 

11. Strahlungsempfindliche Zusammensetzung gemaB Anspruch 9 oder 10, wobei es sich 
bei dem Alkanol (iii) urn Methanol handelt. 



12. Strahlungsempfindliche Zusammensetzung gemafi einem der Anspruche 9 bis 11, 
wobei es sich bei dem negativ arbeitenden Diazoharz urn ein Diazoharz der Formel (1) 
handelt 



N 2 + X" 



NH 



R 



0) 



m 



wobei R 1 und R 2 unabhangig voneinander jeweils ein Wasserstoffatom, einen 
Alkylrest oder einen Alkoxyrest darstellen, 

R 3 aus einem Wasserstoffatom, einem Alkylrest, einem Alkoxyrest und dem Rest 
-COOR ausgewahlt wird, 
R ein Alkylrest ist, 

X" ein anorganisches oder organisches Anion ist, 

Y eine Spacergruppe ist, die durch Co-Kondensation einer monomeren Diazo- 
verbindung mit einer Verbindung, ausgewahlt aus aliphatischen Aldehyden, 
aromatischen Aldehyden, Phenolethern, aromatischen Thioethern, aromatischen 
Kohlenwasserstoffen, aromatischen Heterocyclen und organischen Saureamiden, in 
das Diazoharz eingebracht wird, und 
m/n 0,5 bis 2 ist. 

13. Strahlungsempfindliche Zusammensetzung gemaB einem der Anspruche 9 bis 12, 
wobei es sich bei dem in alkalischer Lbsung ISslichen oder quellbaren Polymer mit 
Carboxylgruppen urn ein Polyvinylacetalcopolymer handelt. 




14. Stxahlungsempfindliche Zusammensetzung gemafi einem der Ansprtiche 9 bis 13, 
wobei der Feststoffgehalt der ververwendeten lichtempfindlichen Zusammensetzung 
1-10 Gew% betragt. 

15- Strahlungsempfibadliches Element, erhaltlich nach einem Verfahren gemSB einem der 
Ansprtiche 1 bis 8. 

16. Verwendung eines Losungsmittelgemisches, umfassend: 

(i) 2-9,9 Gew% l-Methoxy-2-propanol, 

(ii) 20-50 Gew% mindestens eines Ketons mit einem Siedepunkt unter 130°C, 

(iii) 20-60 Gew% mindestens eines Alkanols mit einem Siedepunkt unter 120°C, und 

(iv) 10-30 Gew% Ethyllactat; 

zur Herstellung eines strahlungsempfindlichen Elements. 



17. 



Verwendung gemSB Anspruch 16, wobei das strahlungsempfindliche Element unter 
Verwendung einer Schlitzbeschichtungsanlage hergestellt wird. 
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Zusammenfassung 



Es wird ein Verfahren zum Herstellen von lithographischen Druckplattenvorlaufern mit einer 
Diazoharz enthaltenden Beschichtung beschrieben, wobei ein Losungsmittelgemisch, 
umfassend 

(i) 2 bis 9,9 Gew% l-Methoxy-2-propanol, 

(ii) 20 bis 50 Gew% mindestens eines Ketons mit einem Siedepunkt unter 130°C, 

(iii) 20 bis 60 Gew% mindestens eines Alkanols mit einem Siedepunkt unter 120°C, und 

(iv) 10 bis 30 Gew% Ethyllactat, 

und eine Schlitzbeschichtungsanlage verwendet wird. 



